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(54) 양이온성 직접 염료 및 사차 암모늄염을 함유하는 케라틴섬유 염색용 조성물

요약

본 발명은 적합한 염색용 매질내에 특정 화학식의 양이온성 직접 염료 하나 이상을 함유하는, 케라틴 섬
유, 특히 모발과 같은 인간의 케라틴 섬유 염색용 조성물에 관한 것으로, 이것은 하나 이상의 사차 암모
늄염을 함유하는 것을 특징으로 한다.     본 발명은 또한 이를 사용한 방법 및 장치에 관한 것이다.

명세서

본 발명은 케라틴 섬유, 특히 모발과 같은 인간의 케라틴 섬유를 염색하기 위한 조성물로서, 적합한 염
색용 매질내에 하기 화학식의 양이온성 직접 염료 하나 이상, 및 사차 암모늄염 하나 이상을 함유하는 
조성물에 관한 것이다.

본 발명은 또한 상기 조성물을 사용한 염색 방법 및 염색 장치에 관한 것이다.

염색은 모발 보호 부문에서 2 종류로 분류될 수 있다.

첫번째는 반영구적 또는 일시적인 염색, 또는 직접 염색이며, 이는 수 회의 샴푸에도 견딜 수 있는 다소 
뚜렷한 색상 변화, 자연스러운 착색을 모발에 제공할 수 있는 염료를 사용한다.     상기 염료는 또한 
직접 염료로서 공지되어 있으며, 이는 산화제와 함께, 또는 산화제 없이 사용할 수 있다.     산화제 존
재시, 탈색화 염색(lightening dyeing)을 수득하는 것이 목적이다.     탈색화 염색은 사용시 제조된 직
접 염료와 산화제의 혼합물을 모발에 적용함으로써 수행되며, 특히 모발의 멜라닌을 탈색함으로써 회색 
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모발의 경우 균일한 색상과 같은 유리한 효과를 수득하거나, 또는 전형적으로 착색된 모발의 경우 색상
을 유도해낼 수 있다.

두번째는 영구적 염색 또는 산화 염색이다.     이는 산화 염료 전구체 및 발색제를 함유하는 소위 "산
화" 염료를 사용하여 수행된다.     통상 "산화 염기" 로 공지된 산화 염료 전구체는 초기에는 무색이거
나 약간 착색된 화합물이며, 사용시 첨가된 산화제의 존재시 모발에 염색력을 발색시켜서 착색된 화합물 
및 염료를 형성한다.     상기 착색된 화합물 및 염료의 형성은, "산화 염기" 그 자체의 산화적 축합, 
또는 산화 염색에 사용된 염료 조성물에 일반적으로 존재하며 통상 "발색제"로서 공지된 착색 개질 화합
물과 산화 염기의 산화적 축합으로 인한 것이다.

상기 산화 염료로 수득된 음영을 다양하게 하거나, 또는 음영의 반짝임을 더욱 풍부하게 하기 위해서, 
직접 염료를 산화 염료에 첨가하는 것은 공지된 관행이다.

케라틴 섬유, 특히 인간의 케라틴 섬유 염색 부문에서 시판되는 양이온성 직접 염료 중에서, 그 구조식
이 하기에 나타난 화합물이 이미 공지되어 있으나; 이 염료는 여전히 강도, 착색이 지나치게 선택적이라
고 할 수 있는 섬유를 따라 분포된 색상의 균질성, 및 모발에 작용할 수 있는 각종 요인 (빛, 악천후, 
샴푸) 에 대한 내성 면에서의 유지력 관점에서 여전히 불만족스러운 특징으로 갖는 착색을 제공한다.

상기 문제에 대한 상당한 연구 후, 출원인은 하기 정의된 개별 화학식을 갖고, 하나 이상의 특정 음이온
성 계면활성제를 선행 기술에 공지된 양이온성 직접 염료 하나 이상과 조합함으로써, 모발에 작용할 수 
있는 다양한 요인에 대한 우수한 내성을 나타내는 더욱 강하면서도 약간의 선택적 색채를 제공할 수 있
는 케라틴 섬유 염색용 신규 조성물을 수득할 수 있음을 발견하였다.

이러한 발견이 본 발명의 기초를 형성한다.

본 발명의 제 1 요지는, 적합한 염색용 매질내에, (i) 구조가 하기 화학식 I 내지 IV 에 해당하는 양이
온성 직접 염료 하나 이상을 함유하는 케라틴 섬유, 특히 모발과 같은 인간의 케라틴 섬유의 염색용 조
성물로, 또한 (ii) 하나 이상의 사차 암모늄염을 함유하는 것을 특징으로 한다.

(i) 본 발명에 따라 사용될 수 있는 양이온성 직접 염료는 하기 화학식 I, II, III, IIIa 및 IV 로부터 
선택된 화합물이다:

a) 하기 화학식 I 의 화합물:

화학식 I

[식중, 

D 는 질소원자 또는 -CH 기를 나타내고,

R1 및 R2 는, 동일 또는 상이하고, 수소원자; -CN, -OH 또는 -NH2 라디칼로 치환될 수 있거나, 벤젠환의 

탄소원자와 함께, 하나 이상의 C1-C4 알킬 라디칼로 치환될 수 있는 임의 산소함유 또는 질소함유 헤테로

고리를 형성할 수 있는 C1-C4 알킬 라디칼; 4'-아미노페닐 라디칼을 나타내며,

R3 및 R'3 는, 동일 또는 상이하고, 수소원자; 염소, 브롬, 요오드 및 불소로부터 선택된 할로겐원자; 시

아노 라디칼; 또는 C1-C4 알킬, C1-C4 알콕시, 또는 아세틸옥시 라디칼을 나타내고,

X
-

 는 클로라이드, 메틸 술페이트 및 아세테이트로부터 바람직하게 선택된 음이온을 나타내며,
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A 는 하기 구조식 A1 내지 A19 로부터 선택된 기를 나타내고:

(식중, R4 는 히드록실 라디칼로 치환될 수 있는 C1-C4 알킬 라디칼을 나타내고, R5 는 C1-C4 알콕시 라디

칼을 나타낸다), 

단 D 가 -CH 를 나타내고, A 가 A4 또는 A13 을 나타내며, R3 이 알콕시 라디칼이 아닌 경우, R1 및 R2 는 

동시에 수소원자를 나타내지 않는다];

b) 하기 화학식 II 의 화합물:
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화학식 II

[식중,

R6 은 수소원자 또는 C1-C4 알킬 라디칼을 나타내고,

R7 은 수소원자, -CN 라디칼 또는 아미노기로 치환될 수 있는 알킬 라디칼, 혹은 4'-아미노페닐 라디칼을 

나타내거나, R6 과 함께, C1-C4 알킬 라디칼로 치환될 수 있는 임의 산소함유 및/또는 질소함유 헤테로고

리를 형성하고,

R8 및 R9 는, 동일 또는 상이하고, 수소원자; 브롬, 염소, 요오드 또는 불소와 같은 할로겐원자; C1-C4 알

킬 또는 C1-C4 알콕시 라디칼; 또는 -CN 라디칼을 나타내고,

X
-

 는 클로라이드, 메틸 술페이트 및 아세테이트로부터 바람직하게 선택되는 음이온을 나타내며, 

B 는 하기 구조식 B1 내지 B6 으로부터 선택되는 기를 나타낸다:

(식중, R10 은 C1-C4 알킬 라디칼을 나타내고, R11 및 R12 는, 동일 또는 상이하고, 수소원자 또는 C1-C4 알

킬 라디칼을 나타낸다)];

c) 하기 화학식 III 및 III' 의 화합물:

화학식 III
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화학식 III'

[식중,

R13 은 수소원자; C1-C4 알콕시 라디칼; 브롬, 염소, 요오드 또는 불소와 같은 할로겐원자; 또는 아미노 

라디칼을 나타내고,

R14 는 수소원자 또는, C1-C4 알킬 라디칼을 나타내거나, 벤젠환의 탄소원자와 함께, 임의로 산소를 함유

하고/거나 하나 이상의 C1-C4 알킬기로 치환되는 헤테로고리를 형성하며,

R15 는 수소원자를 나타내거나, 브롬, 염소, 요오드 또는 불소와 같은 할로겐원자를 나타내고,

R16 및 R17 은, 동일 또는 상이하고, 수소원자 또는 C1-C4 알킬 라디칼을 나타내며,

D1 및 D2 는, 동일 또는 상이하고, 질소원자 또는 -CH 기를 나타내고,

m = 0 또는 1 이고,

이때, R13 이 비치환 아미노기를 나타내는 경우, D1 및 D2 는 동시에 -CH 기를 나타내고 m = 0 이며,

X
-

 는 클로라이드, 메틸 술페이트 및 아세테이트로부터 바람직하게 선택되는 음이온을 나타내고,

E 는 하기 구조식 E1 내지 E8 로부터 선택된 기를 나타내고:

(식중, R' 는 C1-C4 알킬 라디칼을 나타낸다)를 나타내고,

이때, m = 0 이고 D1 이 질소원자인 경우, E 는 또한 하기 구조식 E9 의 기를 나타낼 수 있다:

(식중, R' 는 C1-C4 알킬 라디칼을 나타낸다)];
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d) 하기 화학식 IV 의 화합물:

화학식 IV

G-N=N-J

[식중, 기호 G 는 하기 구조식 G1 내지 G3 로부터 선택된 기를 나타내고:

(식중, 

R18은 C1-C4 알킬 라디칼, C1-C4 알킬 라디칼로 치환될 수 있는 페닐 라디칼, 또는 염소, 브롬, 요오드 및 

불소로부터 선택된 할로겐 원소를 나타내고;

R19는 C1-C4 알킬 라디칼, 또는 페닐 라디칼을 나타내고;

R20  및 R21은, 동일 또는 상이하고, C1-C4 알킬 라디칼, 또는 페닐 라디칼을 나타내거나, G1 내에서 하나 

이상의 C1-C4 알킬기, C1-C4 알콕시기 또는 NO2 라디칼로 치환된 벤젠환을 함께 형성하거나, G2 내에서 하

나 이상의 C1-C4 알킬기, C1-C4 알콕시기 또는 NO2 라디칼로 임의 치환된 벤젠환을 함께 형성하고;

또한, R20은 수소원자를 나타낼 수 있고;

Z는 산소 또는 황 원자, 또는 -NR19기를 나타내고;

M은 -CH, -CR (R은 C1-C4 알킬기를 나타낸다), 또는 -NR22(X
-

)r기를 나타내고;

K는 -CH, -CR (R은 C1-C4 알킬기를 나타낸다), 또는 -NR22(X
-

)r기를 나타내고;

P는 -CH, -CR (R은 C1-C4 알킬기를 나타낸다), 또는 -NR22(X
-

)r기(r 은 0 또는 1 이다)를 나타내고;

R22는 O
-

 원자, C1-C4 알콕시 라디칼, 또는 C1-C4 알킬 라디칼을 나타내고;

R23 및 R24는, 동일 또는 상이하고, 수소원자 또는 염소, 브롬, 요오드 및 불소로부터 선택된 할로겐 원

자, C1-C4 알킬 라디칼, C1-C4 알콕시 라디칼, 또는 -NO2 라디칼을 나타내고;

X
-

는 클로라이드, 이오다이드, 메틸술페이트, 에틸술페이트, 아세테이트 및 퍼클로레이트로부터 바람직하
게 선택되는 음이온을 나타내고;

단, 

R22가 O
-

 를 나타내면, r은 0을 나타내고;

K 또는 P 또는 M이 -N-(C1-C4 알킬)X
-

를 나타내면, 
 

R23  또는 R24는 수소원자가 아니고;

K가 -NR22(X
-

)r을 나타내면,  M = P = -CH, -CR이고;

M이 -NR22(X
-

)r을 나타내면,  M = P = -CH, -CR이고;

P가 -NR22(X
-

)r을 나타내면,  K = M이고 -CH 또는 -CR을 나타내고;

Z가 황을 나타내고, R21이 C1-C4 알킬기를 나타내면, R20이 수소원자가 아니고;

Z가 -NR22를 나타내고, R19가 C1-C4 알킬기를 나타내면, G2 의 R18, R20 또는 R21라디칼 중 하나 이상은 C1-C4 

알킬 라디칼이 아니다);

기호 J 는 하기 (a) 또는 (b)를 나타낸다:
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-(a) 하기 구조식 J1을 갖는 기:

(식 중, 

R25는 수소원자, 또는 염소, 브롬, 요오드 및 불소로부터 선택된 할로겐 원자, C1-C4 알킬 라디칼, C1-C4 

알콕시 라디칼, -OH, -NO2, -NHR28, -NR29R30, -NHCO(C1-C4 알킬) 라디칼을 나타내거나, R26과 함께, 질소, 

산소 또는 황으로부터 선택되는 헤테로원자를 하나 이상 포함하거나 포함하지 않는 5원 또는 6원 고리를 
형성하고;

R26은 수소원자, 또는 염소, 브롬, 요오드 및 불소로부터 선택된 할로겐 원소, C1-C4 알킬 또는 C1-C4 알

콕시 라디칼을 나타내거나, R27 또는 R28과 함께, 질소, 산소 또는 황으로부터 선택되는 헤테로원자를 하

나 이상 포함하거나 포함하지 않는 5원 또는 6원 고리를 형성하고;

R27은 수소원자, -OH 라디칼, -NHR28 라디칼, 또는 -NR29R30 라디칼을 나타내고;

R28은 수소원자, C1-C4 알킬 라디칼, C1-C4 모노히드록시알킬 라디칼, C2-C4 폴리히드록시알킬 라디칼, 또

는 페닐 라디칼을 나타내고;

R29 및 R30은 동일 또는 상이하고, C1-C4 알킬 라디칼, C1-C4 모노히드록시알킬 라디칼, C2-C4 폴리히드록시

알킬 라디칼을 나타낸다);

-(b) 기타 헤테로 원자 및/또는 카르보닐함유 기를 포함하는 기를 포함할 수 있고, 하나 이상의 C1-C4 알

킬, 아미노 또는 페닐 라디칼로 치환될 수 있는, 5원 또는 6원 질소 함유 헤테로고리기, 특히 하기 구조
식 J2를 갖는 기:

(식 중,

R31 및 R32은 동일 또는 상이하고, 수소원자, C1-C4 알킬 라디칼, 페닐 라디칼을 나타내고;

Y는 -CO- 라디칼 또는 라디칼 을 나타내고;

n = 0 또는 1이고, n이 1을 나타내면 U는 -CO- 라디칼을 나타낸다)].

상기 정의된 화학식 I 내지 IV 에서, C1-C4 알킬 또는 알콕시기는 바람직하게는 메틸, 에틸, 부틸, 메톡

시 또는 에톡시기를 나타낸다.

본 발명에 따른 염료 조성물에서 사용될 수 있는 화학식 I, II, III 및 III' 의 양이온성 직접 염료는 
공지된 화합물이고, 예를 들어 특허 출원 WO 95/01772, WO 95/15144 및 EP-A-0,714,954 에 기재되어 있
다.     본 발명에 따른 염료 조성물에서 사용될 수 있는 화학식 IV 의 것은 공지된 화합물이고, 예를 
들어 특허 출원 FR-2,189,006, FR-2,285,851 및 FR-2,140,205 및 이의 첨부 증명서에 기재되어 있다.

본 발명에 따른 염료 조성물에서 사용될 수 있는 화학식 I 의 양이온성 직접 염료중에서, 하기 구조식 
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(I1) 내지 (I54) 의 화합물을 특히 언급할 수 있다:
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